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(54) Elektrodenanordnung 

(57) Es wird eine Elektrokenanordnung zur plasma- 
unterstutzten Beschichtung eines Substrats 3 mrt einer 
wenigstens eine erste und eine zweite Material kompo- 
nente umfassenden Materia Ischicht vorgeschlagen, 
wobei zur Erzeugung einer Plasmaentladung 35, insbe- 
sondere eine Bogenentladung, eine Anodenanordnung 
5, welche die erste Materialkomponente an einer An- 
odenmaterialoberflache 13 zur Verdampfung bereit- 
stellt, und eine Katodenanordnung 7, welche die zweite 
Materialkomponente an einer Katode n materia lobe rfla- 
che 25 zur Verdampfung bereitstellt, vorgesehen sind. 


Die Elektrodenanordnung zeichnet sich dadurch aus, 
daft die Kathodenmaterialoberflache 25 aus einem die 
Plasmaentladung 35 stutzenden verdampfungsaktiven 
Teil 27 und einem die Plasmaentladung nicht stutzen- 
den verdampfungsinaktiven Teil 41 besteht. Vorzugs- 
weise ist eine Bewegungserzeugunsgseinrichtung vor- 
gesehen, die den verdampfungsaktiven Teil 27 und ent- 
sprechend den verdampfungsinaktiven Teil 41 Qber die 
Kathodenmaterialoberflache 25 bewegt, um aus der er- 
sten Materialkomponente hervorgehende Materialab- 
scheidungen auf der Kathodenmaterialoberflache 25 zu 
reduzieren. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektrodenanord- 
nung zur plasmaunterstutzten Beschichtung eines Sub- 
strats. 

[0002] Eine solche Elektrodenanordnung wird bei- 
spielsweise eingesetzt, urn auf einer Substratoberfla- 
che eine Oder mehrere Materialschichten abzuschei- 
den, so dass das Substrat uber die Oberflache bestimm- 
te physikalische Eigenschaften bereitstellt. Anwendun- 
gen sind beispielsweise die Beschichtung einer Glas- 
scheibe mit einer optisch wirksamen Schicht, so dass 
die Glasscheibe gewunschte Reflexions- bzw. Trans- 
missionseigenschaften aufweist, Oder die Beschichtung 
einer Kunststofffolie mit einer Materialschicht, so dass 
die Kunststofffolie als Diffusionssperre wirksam ist. 
[0003] Aus PCT/EP 99/00768 ist eine Elektrodenan- 
ordnung zur Beschichtung eines Substrats mit einer Ma- 
terialschicht bekannt, welche zwei Materialkomponen- 
ten umfasst, wobei die zweite Materialkomponente als 
Dotierung zu einem geringeren Anteil in der Material- 
schicht enthalten ist als die erste Material komponente. 
Die erste Materialkomponente wird in einem Tiegel zur 
Verdampfung bereitgestellt, wahrend die zweite Materi- 
alkomponente an der Oberflache einer bezuglich des 
Tiegels als Kathode geschalteten Elektrode bereitge- 
stellt wird. Zwischen der Kathode und dem entspre- 
chend als Anode wirkenden Tiegel bildet sich aufgrund 
einer geeignet gewahlten Potentialdifferenz und des 
Drucks und derZusammensetzung eines zwischen An- 
ode und Kathode vorhandenen Gases eine Bogenent- 
ladung aus. Aufgrund der Bogenentladung losen sich 
Partikel der zweiten Materialkomponente von der Ka- 
thodenoberflache, mischen sich und reagieren mit den 
von der Anode abgedampften Partikeln der ersten Ma- 
terialkomponente, so dass sich auf einer in der Nahe 
der Kathode und der Anode angeordneten Substrato- 
berflache eine Materialschicht abscheidet, die die bei- 
den Materialkomponenten enthalt. Die Anteile der bei- 
den Materialkomponenten in der abgeschiedenen Ma- 
terialschicht konnen eingestellt werden, indem die Star- 
ke der Verdampfung aus dem Tiegel und die Starke der 
Bogenentladung in gewissem Rahmen unabhangig 
voneinander einstellbar sind. 

[0004] Die Starke und Effizienz der Bogenentladung 
wird hierbei durch die Oberflacheneigenschaften der 
Kathode beeinflusst. Bei der herkommlichen Elektro- 
denanordnung besteht ein Problem darin, dass von der 
Anode abgedampfte Partikel der ersten Materialkompo- 
nente bzw. Reaktionsprodukte hiervon sich auf der 
Oberflache der die zweite Materialkomponente bereit- 
stellenden Kathode abscheiden. Hierdurch werden die 
Oberflacheneigenschaften der Kathode wahrend des 
Betriebs der Elektrodenanordnung verandert, was zu 
zeitlichen Anderungen der Intensitat und Effizienz der 
Bogenentladung fuhrt und damit die Abscheidung von 
Materialschichten mitdefinierter Zusammensetzung auf 
dem Substrat erschwert. Insbesondere konnen Ab- 


scheidungen der ersten Materialkomponente auf der 
Kathode dazu fuhren, dass die Bogenentladung erlischt 
und ein weiterer Betrieb der Elektrodenanordnung mit 
der verunreinigten Kathode unmoglich ist. Es ist dann 
5 ein Austausch der Kathode notwendig, welcher im Hin- 
blick auf die Fertigungseffizienz der Materialschicht 
nachteilig ist. 

[0005] Es ist Aufgabe der voriiegenden Erfindung, ei- 
ne Elektrodenanordnung der eingangs geschilderten 

10 Art bereitzustellen, welche eine kontinuierlichere Be- 
schichtung eines Substrats mit einer gewunschten Ma- 
terialzusammensetzung erlaubt. 
[0006] Die Erfindung geht dabei aus von einer Elek- 
trodenanordnung zur plasmaunterstutzten Beschich- 

'5 tung eines Substrats mit einer Materialschicht, welche 
wenigstens eine erste und eine zweite Materialkompo- 
nente umfasst. Zur Erzeugung einer Plasmaentladung 
sind hierbei eine Anodenanordnung und eine Kathoden- 
anordnung vorgesehen, wobei die Anodenanordnung 

20 die erste Materialkomponente an einer Anodenmaterial- 
oberflache zur Verdampfung bereitstellt, und die Katho- 
denanordnung die zweite Materialkomponente entspre- 
chend an einer Kathodenmaterialoberflache bereitstellt. 
[0007] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass 

25 die Kathodenmaterialoberflache in zwei Bereiche unter- 
teilt ist, namlich einen die Plasmaentladung stutzenden 
verdampfungsaktiven Teil und einen die Plasmaentla- 
dung nicht stutzenden verdampfungsinaktiven Teil. Bei 
einer gegebenen Grosse der Kathodenmaterialoberfla- 

30 che und einer gegebenen Starke der Plasmaentladung 
ist somrt im Vergleich zu einer nicht in zwei Bereiche 
unterteilten Kathodenmaterial-Oberf lache die Intensitat 
der Plasmaentladung pro Flacheneinheit im Bereich 
des verdampfungsaktiven Teils erhoht. 

35 [0008] Ferner ist hierbei eine Bewegungserzeu- 
gungseinrichtung vorgesehen, welche die Anordnung 
des verdampfungsaktiven Teils auf der Kathodenmate- 
rialoberflache zeitlich andert und den verdampfungsak- 
tiven Teil somit uber die Kathodenmaterialoberflache 

40 bewegt. Hierdurch stutzen zeitlich stand ig sich andern- 
de Bereiche der Kathodenmaterialoberflache die Plas- 
maentladung. 

[0009] In Zusammenhang mit der Bewegungserzeu- 
gungseinrichtung Oder afternativ hierzu ist eine Schutz- 

45 gaszufuhrung auf die Kathodenoberf lache zweckmas- 
sig, wobei das Schutzgas so gefuhrt wird, dass es in 
Richtung der abgedampften Partikel von der aktiven Ka- 
thodenoberf lache in dem Prozessraum austritt und ver- 
hindert, dass abgedampfte Materialkomponenten von 

so der Anodenmaterialoberf lache auf die Kathoden gelan- 
gen und sich dort als isolierende Schicht niederschla- 
gen. Als Gas wird hierbei inertes Schutzgas vorzugs- 
weise verwendet. Hierbei genugt die Zufuhrung von 
Schutzgas auf den verdampfungsaktiven Teil der Katho- 

55 denoberflache dergestalt, dass das Schutzgas in Rich- 
tung der Plasmaentladung in den Prozessraum austritt, 
jedoch ist es zweckmassig, die Schutzgasfuhrung so zu 
legen, dass die gesamte Kathode von Schutzgas um- 
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spult wird. 

[0010] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass eine intensive Plasmaentladung eine reinigende 
Wirkung auf die Kathodenmaterialoberflache aufweist 
Somit konnen wan rend des Betriebs entstehende Ab- 
scheidungen der ersten Materialkomponente auf der 
Kathodenoberflache durch die intensive Plasmaentla- 
dung stan dig wieder entfernt werden, um eine zeitlich 
konstante Plasmaentladung zu erzielen. 
[001 1 ] Bei einem gewunschten Anteil der zweiten Ma- 
terial kompon en te in der abgeschiedenen Material- 
schicht ist der Intensitat der Plasmaentladung allerdings 
eine Grenze gesetzt, da sich sonst der Anteil derzwei- 
ten Material komponente in der Materialschicht zu stark 
erhohen wurde. Diese somit vorgegebene Intensitat der 
Plasmaentladung konnte dann aber zu gering sein, um 
Abscheidungen der ersten Materialkomponente auf der 
Kathodenmaterialoberflache zu entfernen. 
[0012] Durch die erfindungsgemaBe Unterteilung der 
Kathodenmaterialoberflache in einen verdampfungsak- 
tiven Teil und einen verdampfungsinaktiven Teil ist es 
durch geeignete Wahl des Flachenanteils des verdamp- 
fungsaktiven Teils an der Gesamtflache der Kathoden- 
materialoberflache allerdings moglich, in dem verdamp- 
fungsaktiven Teil der Kathodenmaterialoberflache die 
Plasmaentladung derart intensiv auszubilden, dass dort 
die Abscheidungen der ersten Materialkomponente im 
wesentlichen entfernt werden. Es wird somit die Katho- 
denmaterialoberflache durch die Bogenentladung lokal 
gereinigt, und die Bewegung des verdampfungsaktiven 
Teils uber die Kathodenmaterialoberflache fuhrt 
schlieftlich zu einer Reinigung im wesentlichen der ge- 
samten Kathodenmaterialoberflache, so dass die Ka- 
thode insgesamt zeitlich im wesentlichen konstante 
oder im Vergleich zur herkommlichen Elektrodenanord- 
nung sich weniger andernde Oberflacheneigenschaften 
aufweist und insbesondere ein Zusammenbruch der 
Bogenentladung aufgrund der Abscheidungen der er- 
sten Materialkomponente auf der Kathodenmaterial- 
oberflache weitgehend vermeidbar ist. 
[0013] Hierbei ist selbstverstandlich der Ubergang 
zwischen dem verdampfungsaktiven Teil zum verdamp- 
fungsinaktiven Teil der Kathodenmaterialoberflachen 
nicht notwendigerweise mikroskopisch scharf, so daB 
die beiden Teile je nach Auslegung der Elektrodengeo- 
metrie in einem mehr oder weniger breiten Ubergangs- 
bereich ineinander ubergehen konnen. 
[001 4] Die Bewegung des verdampfungsaktiven Teils 
uber die Kathodenmaterialoberflache erfolgt vorzugs- 
weise dadurch, dass eine Blendenanordnung vorgese- 
hen ist, deren Blendenoffnung den verdampfungsakti- 
ven Teil fur die Plasmaentladung exponiert und welche 
den verdampfungsinaktiven Teil der Kathodenmaterial- 
oberflache gegenuber der Plasmaentladung abschat- 
tet. Hierbei ist dann ein Antrieb vorgesehen, um die 
Blendenoffnung relativzu der Kathodenmaterialoberfla- 
che zu bewegen. Bezuglich der Anodenanordnung ist 
die Blendenoffnung hierbei vorzugsweise feststehend 


angeordnet. 

[0015] Gemass einer bevorzugten Ausgestaltung ist 
die Kathodenmaterialoberflache hierbei als Zylinder- 
aussenmantelflache ausgebildet, welche durch den An- 

5 trieb um die Zylinderachse drehantreibbar ist. 

[001 6] Atternativ hierzu und ebenfalis bevorzugt ist ei- 
ne Ausgestaltung, bei der die Kathodenmaterialoberfla- 
che als Kreisringflache ausgebildet ist, welche durch 
den Antrieb um eine senkrecht zu der Kreisringflache 

10 sich erstreckende Zentralachse drehantreibbar ist. 
[0017] Wefterhin ist atternativ hierzu und ebenfalis be- 
vorzugt eine Ausgestaltung der Kathodenmaterialober- 
flache als sich linear erstreckende Flache eines Katho- 
denmaterialkkdrpers vorgesehen, welch er durch den 

'5 Antrieb in eine Erstreckungsrichtung der Flache hin- 
und herbewegbar ist. 

[0018] Vorzugsweise umgreiftdie Blendenanordnung 
die Kathode wenigstens teilweise haubenartig derart, 
dass zwischen dem den verdampfungsinaktiven Teil ge- 

20 genuber der Plasmaentladung abschattenden Teil der 
Blendenanordnung und der Kathodenmaterialoberfla- 
che ein Zwischenraum verbleibt. In diesen Zwischen- 
raum wird dann ein Spulgas extern eingeleitet, welches 
aus dem Zwischenraum durch die Blendenoffnung ent- 

25 weicht. Hierdurch wird im Bereich der Blendenoffnung 
und dam it im Bereich des verdampfungsaktiven Teils 
der Kathodenmaterialoberflache ein Gasstrom erzeugt, 
der weg von der Kathodenmaterialoberflache gerichtet 
ist. Dieser Gasstrom weg von der Oberflache vermin - 

30 dert die Zahl der auf der Kathodenmaterialoberflache 
auftreffenden Partikel der ersten Materialkomponente 
bzw. Reaktionprodukten hiervon und unterstutzt somit 
den gleichmassigen Betrieb der Elektrodenanordnung. 
[0019] Atternativ zur oder in Kombi nation mit der 

35 Blendenanordnung ist vorzugsweise die Ausbildung der 
Kathodenmaterialoberflache als konvexe Flache vorge- 
sehen, so dass die Plasmaentladung in einem zu der 
Anode hinweisenden Bereich der Kathodenmaterial- 
oberflache stattfindet und dadurch den verdampfungs- 

40 aktiven Teil definiert. Hierbei ist dann ein Antrieb vorge- 
sehen, der die Orientierung des Kathodenmaterialkor- 
pers bezuglich der Anode andert, um den verdamp- 
fungsaktiven Teil uber die Kathodenmaterialoberflache 
zu bewegen. 

45 [0020] Zur Unterstutzung der Reinigungswiriajng der 
Plasmaentladung auf die Kathodenmaterialoberflache 
sind vorzugsweise Rein igungsmittel vorgesehen, die im 
Bereich des verdampfungsinaktiven Teils Materialab- 
scheidungen auf der Kathodenmaterialoberflache ent- 

so fernen. Da der verdampfungsinaktive Teil der Kathoden- 
materialoberflache an der Plasmaentladung nicht teil- 
nimmt, ist in diesem Bereich ein Zugang zu der Katho- 
denmaterialoberflache einfach moglich, und ggf. auf der 
Kathodenmaterialoberflache vorhandene Verunreini- 

55 gungen konnen dann dort vergleichsweise einfach ent- 
fernt werden. 

[0021] Die Reinigunsmittel umfassen vorzugsweise 
eine Abstreifvorrichtung, insbesondere eine Burste, 
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oder/und eine die Kathodenmaterialoberflache abrasiv 
bearbeitende Vorrichtung oder/und eine die Kathoden- 
materialoberflache spanabhebend bearbeitende Vor- 
richtung. Hierbei ist es auch mdglich, dass die Reini- 
gungsmrttel nicht nur die Materialabscheidungen, son- 
dem auch Teile des Kathodenmaterialkorpers selbst 
entfemen, so dass dteser standig eine reproduzierbare, 
insbesondere plane, Kathodenmaterialoberflache be- 
reitstellt. 

[0022] Urn eine mdglichst gleichmassige raumliche 
Verteilung der von der Kathodenmaterialoberflache 
ausgehenden Partikel der zweiten Materialkoponente 
bezuglich der Anode zu erzielen, umfasstdie Kathoden- 
anordnung vorzugsweise eine Mehrzahl von mit raum- 
lichem Abstand voneinander angeordneten verdamp- 
fungsaktiven Teilen der Kathodenmaterialoberflache. 
[0023] Obwohl die aufgrund der BogenentJadung der 
ersten Materialkomponente zugeftihrte Energie deren 
Verdampfung wenigstens teifweise unterstutzt, ist vor- 
zugsweise eine Heizeinrichtung fur die erste Material- 
komponente vorgesehen. Hierdurch ist es mdglich, die 
Anteile der ersten bzw. der zweiten Materialkomponen- 
te an der abgeschiedenen Materialschicht unabhangig 
voneinander einzustellen. Die Heizeinrichtung ist vor- 
zugsweise ein heizbarer Schmelztiegel zur Verflussi- 
gung der ersten Materialkomponente. 
[0024] Gemass einer bevorzugten Ausgestattung 
umfasst die erste Materialkomponente Silicium und die 
zweite Materialkomponente Kupfer oder/und Zink oder 
Messing. Diese Elektrodenanordnung wird dann vor- 
zugsweise eingesetzt zur Beschichtung von Kunststof- 
fen, wie insbesondere Polyethylenterephthalat (PET), 
insbesondere zur Verwendung als Verpackung fur Le- 
bensmittel, mit einer Materialschicht, die eine Diffusi- 
onssperre bzw. Permeationssperre bereitstellt. Das 
Substrat fur die Beschichtung kann hierbei eine Verpak- 
kungsfoliesein, die als Bandmaterial an der Elektroden- 
anordnung vorbeigefuhrt wird, oder es handett sich vor- 
zugsweise urn einen Behalter und weiter bevorzugt urn 
eine Getrankeflaschen aus PET, welche an der Elektro- 
denanordnung zur Beschichtung vorbeigefuhrt werden 
und hierbei weiter bevorzugt rotieren, so dass die Be- 
schichtung gleichformig uber den Umfang der Flasche 
erfolgt. Vorzugsweise ist hierbei eine Mehrzahl von mit 
Abstand voneinander und in Reihe oder versetzt zuein- 
ander angeordneten Elektrodenanordnungen vorgese- 
hen. 

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend an hand von 
Zeichnungen ertautert. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 

ersten Ausfuhrungsform der Erfindung 

im Querschnitt; 
Fig. 2 einen Schnitt durch eine in Fig. 1 dar- 

gestellte Kathodenanodnung entlang 

der Linie ll-ll, 

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel- 

lung einer zweiten Ausfuhrungsform 


der Erfindung, 
Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel- 

lung einer dritten Ausfuhrungsform der 
Erfindung, 

5 Fig. 5 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel- 

lung einer vierten Ausfuhrungsform der 
Erfindung, und 
Fig. 6 u. 7 Ausfuhrungsformen mit einer festste- 
henden Elektrodenanordnung. 

[0026] Fig. 1 zeigt eine Elektrodenanordnung 1 zur 
Beschichtung einer Getrankeflasche 3 aus PET mit ei- 
ner als Diffusionsbarriere wirkenden Materialschicht 
aus im wesentlichen SiO x , welche mit Metallatomen do- 
tiert ist. Die Beschichtung findet in einer Vakuumatmo- 
sphare bei einem Druck von etwa 2x1 0 -4 mbar statt. Die 
Elektrodenanordnung 1 umfasst eine Anodenanord- 
nung 5 und eine Kathodenanordnung 1. 
[0027] Die Anodenanordnung 5 umfasst einen Tie gel 
9, in dem eine Siliciumschmelze 11 aufgenommen ist, 
von deren Oberflache 13 Siliciumpartikel in den Gas- 
raum uber dem Hegel 1 9 und in Richtung hin zu der 
Getrankeflasche 3 abdampfen. Pfeile 15 symbolisieren 
hierbei die von der Siliciumoberflache 13 abdampfen- 
den Partikel. 

[0028] Der Hegel 9 ist mittels einer elektrischen Heiz- 
einrichtung 17 geheizt, welcher uber Anschlusse 19 
Heizenergie aus einer nicht dargestelften gesteuerten 
Stromquelle zugefuhrt wird. Die Anodenanordnung 5 
entspricht im wesentlichen der Anordnung, wie sie in 
PCT/99/00768 beschrieben ist, auf welche hiervoll um- 
fanglich Bezug genommen wird. 
[0029] Die Kathodenanordnung 7 umfasst einen zy- 
lindrischen Kathodenkorper 21 aus Messing mit einer 
Zylinderachse 23 und einer Aussenmanterflache 25, 
wobei ein der Siliciumschmelze 11 naheliegender Teil 
27 der Zylindermantelflache 25 orthogonal und schrag 
versetzt zu der Oberflache 13 der Siliciumschmelze 11 
angeordnet ist. Der Zylinderkorper 21 aus Messing ist 
uber eine fest mit diesem verbundene und entlang der 
Zylinderachse 23 sich erstreckende Welle 29 mit einer 
Zufuhrungsleitung 31 elektrisch kontaktiert. 
[0030] Ferner ist die Siliciumschmelze 1 1 uber den 
Tlegel 9 mit einer Zufuhrungsleitung 33 elektrisch kon- 
taktiert, wobei die Zufuh rungs lei tun gen 31 und 33 mit 
einer weiteren nicht dargestelften gesteuerten Strom- 
quelle derart verbunden sind, dass der Zylinderkorper 
21 als Kathode geschaltet ist und die Siliciumschmelze 
11 als Anode geschaltet ist. Durch entsprechende Ein- 
stellung der Spannung zwtschen den Anschlusse n 31 
und 33 wird zwischen der Kathodenanordnung 7 und 
der Anodenanordnung 5 eine Bogenentladung aufrecht 
erhaften, wobei gestrichelte Linien 35 Bahnen der Bo- 
genfunken andeuten. Die Bogenentladung kann mittels 
einer oder mehrerer in den Figuren nicht dargestellten 
Hiffselektroden gezundet werden. Durch die Bogenent- 
ladung werden aus dem der Anodenanordnung 5 nahe- 
liegenden Teil 27 der Zylinderumfangsflache 25 Partikel 
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des Zylindericorpers 21 freigesetzt und bewegen sich in 
eine Richtung, wie sie durch Pfeile 37 in Fig. 1 angege- 
ben ist, hin in den Gasraum zwischen der Siliciumober- 
flache 13 und der zu beschichtenden Getrankeflasche 
3. Dort mischen sich die Metallpartikel 37 mit den Silici- 
umpartikeln 15, wobei dort auch Reaktionen zwischen 
den Partikeln und mit der vorhandenen Gasatmosphare 
stattfinden und schlieBlich eine Abscheidung der Parti- 
ket und deren Reaktionsprodukte auf der Getrankefla- 
sche 3 zur gewunschten Materialschicht stattfindet. 
Hierbei bilden die von dem Messingzylinder 21 abge- 
dampften Parti kel einen im Vergleich zu den von der Si- 
liciumoberflache 13 abgedampften Materialpartikeln 
kleinen Anteil der Materialschicht, so dass diese als Do- 
tie rung in der SiO x Materialschicht betrachtet werden 
konnen. 

[0031 J Uber dem Tiegel 9 und der Heizeinrichtung 1 7 
ist zu deren Schutz eine Blende 39 vorgesehen, welche 
bezuglich der Siliciumschmelze 11 und dem Messing- 
zylinder 21 auf schwebendem Potential gehalten ist. 
[0032] Die Entladungsfunken 35 bilden sich aufgrund 
der Feldwirkung in dem zu der Anodenanordnung 5 hin- 
weisenden Teil 27 des Zylindermantels 25 aus, so dass 
dort ein verdampfungsaktiver Teil 27 der Zylinderman- 
telflache 25 gebildet ist, wahrend der verleibende Teil 
41 der Zylindermantelflache 25 keine Fusspunkte fur 
Funkenentladungen 35 bildet und somit ein verdamp- 
fungsinaktiver Teil 41 der Zylindermantelflache 25 ist. 
Der verdampfungsaktive Teil 27 wird jedoch nicht nur 
durch die Feldwirkung auf den der Anodenanordnung 5 
zuweisenden Teil der Zylindermantelflache 25 be- 
schrankt, sondem auch durch die Wirkung einer Blen- 
de na no rdnung 43, welche den Messingzylinder 21 hau- 
benartig im wesentlichen geschlossen umgreift und in 
ihrem der Anodenanordnung 5 zuweisenden Bereich ei- 
ne Blendenoffnung 45 aufweist. Die Blendenanordnung 
43 liegt bezuglich der Siliciumschmelze 11 und dem 
Messingzylinder 21 auf schwebendem Potential, so 
dass die Blendenanordnung 43 den Messingzylinder 21 
in dem verdampfungsinaktiven Teil 41 der Zylinderman- 
telflache 25 gegenuber Funken 35 abschirmt. Die von 
der Oberflache 13 der Siliciumschmelze 11 ausgehen- 
den Partikel 15 erfahren in dem Gasraum zwischen Si- 
liciumschmelze 11 und der Getrankeflasche 3 Streuun- 
gen, sowie Reaktionen mit Gaspartikeln, so dass sich 
ebenfalls Partikel dieser Art auf die Zylindermantelfla- 
che 25 zubewegen, wie dies durch Pfeile 47 in Fig. 2 
angedeutet ist. Diese Partikel fuhren zu Materialab- 
scheidungen, meistens als Siliciumoxid, auf der Zylin- 
dermantelflache 25 und begunstigen damit eine zeitlich 
ungleichmassige Starke der Bogenentladung 35. 
[0033] Durch die Beschrankung des verdampfungs- 
aktiven Teils 27 der Zylindermantelflache 25 auf ledig- 
lich einen Teil der Zylindermantelflache 25 und die ent- 
sprechende Verstarkung der Intensitat der Bogenentla- 
dung in dem verdampfungsaktiven Teil 27 ist es jedoch 
moglich, die Intensitat der Bogenentladung dort derart 
hoch auszulegen, dass die Bogenentladung 35 selbst 


die Zylindermantelflache 25 von Abscheidungen 47 aus 
Silicium und dessen Zusammensetzungen soweit rei- 
nigt, dass durch die Zylindermantelflache 25 fur die Bo- 
genentladung 35 zeitlich weitgehend konstante Bedin- 

5 gungen bereitgesteltt werden konnen. Urn hierbei die 
gesamte zur Abdampfung vorgesehene Flache der Zy- 
lindermantelflache 25 von Abscheidungen standig zu 
reinigen, ist ein Motor 49 vorgesehen, der die Welle 29 
und damit die Zylindermantelflache 25 bezuglich der 

10 Blendenanordnung 43 in Drehung versetzt, so dass 
nach und nach jeder Bereich der Zylindermantelflache 
25 als verdampfungsaktiver Teil 27 durch die intensive 
Plasmaentladung 35 behandelt und damit von Abschei- 
dungen 47 gereinigt wird. 

15 [0034] Erganzend zu der Reinigung durch die Bogen- 
entladung 35 wird die Zylindermantelflache 25 durch ei- 
nen Schleifklotz 51 gereinigt, welcher im verdampfungs- 
inaktiven Teil 41 mittels einer sich an der Blendenanord- 
nung 43 abstutzenden Feder 53 gegen die Zylinder- 

20 mantelflache 25 gedruckt wird. Bei Rotation des Mes- 
singzylinders 21 um die Zylinderachse 23 entfernt der 
Schleifklotz 51 Materialabscheidungen 47 von der Zy- 
lindermantelflache 25 und halt diese auch weitgehend 
plan, indem aufgrund der Bogenentladung 35 in dem 

25 verdampfungsaktiven Teil 27 erzeugte Unebenheiten 
verschliffen werden. 

[0035] An der Blendenanordnung 47 sind Widerlager 
55 fest angebracht, welche uber Fedem 57 Lager 59 
der Welle 29 in Richtung zu der Anodenanordnung 5 hin 

30 vorspannen. Hierdurch wird der Messingzylinder 21 mit 
seiner Zylindermantelflache 25 gegen Rollenlager 61 
gedruckt, welche nahe der Blendenoffnung 45 im ver- 
dampfungsinaktiven Teil 41 der Zylindermantelflache 25 
angeordnet sind. Hierdurch wird erreicht, daft bei zu- 

35 nehmendem Materialabtrag von dem Messingzylinder 
21 aufgrund der Verdampfungswirkung durch die Bo- 
genentladung 35 und des Abschleifens durch den 
Schleifklotz 51 und damit einhergehende Durchmesser- 
verminderung des Messingzylinders 21 der verdamp- 

40 funsaktive Teil 27 der Zylindermantelflache 25 stets in 
im wesentlichen gleicher raumlicher Beziehung bezug- 
lich der Blendenoffnung 45 und der Anodenanordnung 
5 gehalten wird, so dass eine zeitlich gleichformige Bo- 
genentladung unabhangig von dem Materialabtrag des 

45 Messingzylinders 21 aufrechterhalten werden kann. 
[0036] In einen zwischen dem ZylinderauBenmantel 
25 und der Blende 43 gebildeten Zwischen raum 63 wird 
uber eine Leitung 65 ein Gas, z. B. Sauerstoff, einge- 
fuhrt. Wenigstens ein Teil des uber die Leitung 65 zuge- 

so fuhrten Gases tritt aus dem Zwischenraum 63 durch die 
Blendenoffnung 45 in Richtung zu dem Gasraum zwi- 
schen Siliciumschmelze 11 und Getrankeflasche 3 aus, 
wie dies in Fig. 2 durch Pfeile 65 angedeutet ist. Der 
hierdurch entstehende Gasstrom 65 ist entgegenge- 

55 setzt zur Bewegungs richtung 47 der Partikel gerichtet, 
die zu den ungewunschten Ablagerungen auf der Zylin- 
dermantelflache 25 fuhren. Hierbei werden Gaspartikel 
65 mit dem Strom unerwGnschter Partikel 47 kollidieren 
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und diese von ihrem Weg durch die Blendenoffnung 45 
und darauffolgender Abscheidung auf der Zylinderman- 
telftache 25 abbringen, wodurch der unerwunschte Ef- 
fekt der Materialabscheidung auf der Zylindermantelf la- 
che 25 ebenfalls reduziert wird. 
[0037] Nachfolgend werden Abwandlungen der in 
den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfuhrungsform der Er- 
findung erlautert. Hierbei sind einander entsprechende 
Komponenten mit den gleichen Bezugszeichen wie in 
den Fig. 1 und 2 bezeichnet, zu ihrer Unterscheidung 
jedoch mit einem erganzenden Buchstaben vers eh en. 
Femer wird hierbei auf die gesamte vorangehende Be- 
schreibung Bezug genommen. 

[0038] In Fig. 3 ist eine weitere Ausfuhrungsform der 
Erfindung dargestellt, welche der vorangehend be- 
schriebenen Ausfuhrungsform im wesentlichen ent- 
spricht und im Unterschied hierzu lediglich eine andere 
Konfigu ration des Katodenmaterialkorpers aufweist, 
der gemaB Fig. 3 ebenfalls als Messingzylinder21 aus- 
gebildet ist, jedoch um eine Drehachse 23a drehbar ist, 
die in Richtung hin zu einer Anodenanordnung 5a aus- 
gebildet ist, so daB ein verdampfungsaktiver Teil 27a der 
Oberf lache des Messingzy lindens 21 a auf einer Stirnfla- 
che des Zylinders 21 a angeordnet ist. Bei Drehung des 
Messingzylinders 21a durch einen Motor 49a um die 
Drehachse 23a bestreicht der verdampfungsaktive Teil 
27a eine Kreisringf lache auf dem Zylinderboden 71 . Der 
verdampfungsaktive Teil 21 der Zylinderbodenf lache 71 
wird hierbei definiert durch eine Blendenoffnung 45a ei- 
ner den ubrigen Teil der Zylinderbodenf lache abschat- 
tenden Blendenanordnung 43a. 
[0039] Bei der in Fig. 4 dargestellten Elektrodenan- 
ordnung lb ist der Messingkorperals sich langs erstrek- 
kender Stab 21 b ausgebildet, dessen auf eine Anoden- 
anordnung 5 zuweisende Flachseite 25b im wesentli- 
chen abgeschattet ist durch eine Blen-denanordnung 
43b, in welcher eine Blendenoffnung 45b ausgenom- 
men ist, um auf der Flachseite 25b einen verdampf ungs- 
aktiven Teil 27b zu begrenzen. An eine von der Flach- 
seite 25b wegweisende Flachseite 73 des Messing- 
stabs 21b grerfen sich an der Blendenanordnung 43b 
abstutzende Fedem 53b an, welche den Stab 21b mit 
seiner Flachseite 25b in Richtung hin zu der Anodenan- 
ordnung 5 gegen Schleifkldtze 51b drucken, welche an 
der Blendenanordnung 43b festgelegt sind. Der Mes- 
singstab 21 b ist mit einem Antriebsstab 75 gekoppelt, 
der wiederum mit einem in der Fig. 4 nicht dargestellten 
Antrieb verbunden ist, um den Stab 21 b zur Hinund Her- 
bewegung anzutreiben. Durch die Hin- und Herbewe- 
gung wird der verdampfungsaktive Teil 27b der Flach- 
seite 25b auf dieser ebenfalls hin und her bewegt, so 
daB nach und nach verschiedene Bereiche der Flach- 
seite 25b als verdampfungsaktive Teile 27 wirken, wo- 
durch die negative Wirkung von Abscheidungen von 
Partikeln 47b, welche aus der Siliciumschmelze 27b 
stammen, vermindert wird. 

[0040] In Fig. 5 ist eine Elektrodenanordnung Ic mit 
einer Anodenanordnung 5c, welche ebenfalls eine Sili- 


ciumschmelze 11c umfaBt, und einer Kathodenanord- 
nung 7c schematisch dargestellt. Die Kathodenanord- 
nung 7c umfaBt hierbei einen bezuglich der Anodenan- 
ordnung 5c feststehenden Kathodenmaterialring 21c 

s aus Messing, welcher zentral oberhalb der Silicium- 
schmelze lie angeordnet ist. Radial innerhalb des Mes- 
singrings 21c ist eine Kreisringblende 43c angeordnet, 
welche uber einen Motor 49c und eine Andruckrolle 81 
zur Drehung um ihre Symmetrieachse 83 angetrieben 

io ist. Die Ringblende 43c schattet einen groBen Teil der 
Zylinderinnenmantelf lache 25c des Messingrings 21c 
ab, wahrend eine Mehrzahl in Umfangsrichtung verteilt 
angeordneter Blendenoffnungen 45c in der Ringblende 
43c verdampfungsaktive Teile 27c auf der Zylinderin- 

is nenflache 25c des Messingrings 21c fur eine Bogenent- 
ladung 35c exponiert, wobei alle ubrigen Bereiche der 
Zylinderinnenmantelf lache 25c als verdampf ungsinakti- 
ve Teile 41c gegenuber der Bogenentladung 35c abge- 
schattet sind. Durch die Drehung der Ringblende 43c 

20 um ihre Achse 81 bewegen sich die verdampfungsakti- 
ven Teile 27c in Umfangsrichtung uber die Zylinderin- 
nenmantelf lache 25c des Messingrings 21c, so daB 
nach und nach die gesamte Innenmantelflache 25c der 
reinigenden Wirkung durch die intensive Bogenentla- 

25 dung 35c ausgesetzt ist, um von der Siliciumschmelze 
11c ausgehende Materialablagerungen auf derselben 
zu entfemen. 

[0041] Bei den Ausfuhrungsformen gemaB Fig. 1 und 
2 sowie Fig. 4 wird die Reinigung der Kathodenmateri- 

30 alf lache unterstutzt durch die Wirkung von Schleifklot- 
zen. Derartige MaBnahmen konnen auch bei den Aus- 
fuhrungsformen gemaB Fig. 3 und 5 vorgesehen sein. 
Hierbei konnen altemativzu den Schleifklotzen, die ab- 
rasiv wirken, auch Abstreif ein rich tungen in Form von 

35 Bursten oder spanabhebende Vorrichtungen, wie Dreh- 
meiBel oder Fraser, vorgesehen sein. Diese Rei-ni- 
gungsvorrichtungen konnen hierbei auch relativ zu der 
Blendenanordnung bewegt sein, wie etwa rotierende 
Bursten oder Fraser. Ferner konnen die Reinigungsmit- 

40 tel auch andere physikalische Techniken, wie etwa lo- 
nenbombardierung oder Atzen usw., umfassen. 
[0042] Um das Auftreffen der unerwunschten Parti kel 
auf der Kathodenmaterialoberf lache und deren darauf- 
folgendes Anhaften daran zu mindern, weist die Aus- 

45 fuhrungsform gemaB Fig. 1 und 2 eine Gaszufuhrungs- 
ein richtung auf, welche einen Gasstrom aus der Blen- 
denoffnung herauserzeugt. Derartige MaBnahmen kon- 
nen auch an den Ausfuhrungsformen gemaB Fig. 3 bis 
5 getroffen sein. 

50 [0043] Bei den in den Fig. 6 und 7 dargestellten Aus- 
fuhrungsformen h an deft es sich um feststehende Elek- 
trodenanordnungen, bei denen sowohl die Blende wie 
auch die Kathode feststehend, also nicht rotierend oder 
fur den Betriebsablauf translatorisch bewegbar ausge- 

55 bildet ist. In der Ausfuhrungsform nach Fig. 6 ist die 
Blende mit 43d bezeichnet, welche die nur strichliert 
dargestellte Kathode 21 d haubenartig umgreift. Die 
Haube 43d weist an der Vorderseite eine Blendenoff- 
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nung 45d auf , welche den verdampfungsaktiven Teil 27c 
der Kathode 21 d fur die Bogenentladung freigibt. Die 
ubrigen Teile der Elektrodenanordnung sind konventio- 
neller Bauart, so dass eine weitere Darlegung der Kon- 
struktion entbehrlich ist. Alterdings wird uber eine Gas- 
zufuhrleitung 80 inertes Schutzgas, insbesondere Sau- 
erstoff, Argon oder ein Sauerstoff-Argon-Gasgemisch 
Oder ein anderes geeignetes Gas-/Gasgemisch, auf 
den Bereich des verdampfungsaktiven Teils 27d der Ka- 
thode innerhalb der Haube 43d zugefuhrt und zwar von 
einer nur strichliert dargestellten Schutzgasquelle 81 . 
Das damit direkt vor die Kathodenoberflache eingelas- 
sene Schutzgas, welches hier im Bereich nahe der 
Blendenoffnung 45d eingelassen wird, tritt uber die 
Blendenoffnung 45d zusammen mit den vom verdamp- 
fungsaktiven Teil 27d der Kathode abgedampften Par- 
tikeln uber die Blendenoffnung 45d aus, so dass vor der 
Kathode ein eigenstandiges und von der Si-Dampfwol- 
ke unabhangiges Plasma erzeugt und aufrecht erhalten 
werden kann. Durch das Entkoppeln von derSi-Dampf- 
wolke kann die Bogenentladung und damit der Plasma- 
prozess erheblich stabiler und konstant uber langere 
Prozesszeiten betrieben werden. 
[0044] Dies ist besonders vorteilhaft fur ein Nachchar- 
gieren der Verbrauchsmaterialien. Ohne die Schutzgas- 
zufuhrung wurde die vorhandene restliche Si-Dampf- 
wolke im Zeitraum des Nachchargierens der Kathode 
die Kathodenoberflache derart stark belegen, dass ein 
sicheres Wiederzunden und/oder Weiterbetrieb nicht 
mehr zufriedenstellend gewahrteistet werden konnte. 
[0045] Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 7, in wel- 
cher die selben Bezugszeichen wie in Fig. 6 verwendet 
worden sind, erfolgtdie Zufuhrdes Schutzgasesvon der 
ruckwartigen Seite der Kathode 21 d her, also von einer 
Seite abgewendet und gegenuberiiegend von der Blen- 
denoffnung 45d. Diese Ausfuhrungsform hat den Vor- 
teil, dass die Kathode vollstandig vom Schutzgas uber- 
stromt und damit geschutzt wird gegen Zutritt von Par- 
tikeln aus der Si-Dampfwolke. Dadurch wird wiederum 
sehr wirksam eine Vergiftung der Kathodenoberflache 
durch verdampfte Si-Oxide verhindert und damit ver- 
mieden, dass die Oberflache der Kathode hierdurch teil- 
weise mit einer isolierenden Schicht bedeckt wird, was 
eine Zundung des Bogens verhindern wurde, und lang- 
fristig auch die Ausnutzung der Kathode und die Be- 
triebsdauer stark einschranken wurde. Durch die 
Sen utzgaszufuh rung wird ein Bereich hoheren Partial- 
druckes vor der Kathodenoberflache erzeugt, wobei das 
Schutzgas durch die Blendenoffnung zum Prozessraum 
ausstrdmt. Die verwendete Gasmenge pro Kathode 
liegt zwischen 5 seem bis 50 seem, vorzugsweise be- 
tragt sie 10 seem. 

[0046] Die in den Fig. 6 und 7 dargestellte feststehen- 
de Elektrodenanordnung kann als eine Elektrodenan- 
ordnung seitlich versetzt oberhalb des Tlegels mit der 
Siliciumschmelze angeordnet werden. Es konnen je- 
doch auch mehrere Elektroden-anordnungen gegen- 
uberliegend oder uber den Umfang des Tlegels grup- 


piert angeordnet vorgesehen sein. 
[0047] Neben der beschriebenen Beschichtung von 
Getrankeflaschen aus Kunststoff kann die Elektroden- 
anordnung fur jegliche andere Art von Beschichtung 

5 eingesetzt sein. Insbesondere ist hierbei an die Be- 
schichtung von Flachmaterial, insbesondere in Form 
von Bandmaterial, gedacht. Eine gleichmaBige Be- 
schichtung groBerer Flachen wird hierbei vorzugsweise 
dadurch erzielt, dass eine Mehrzahl von Elektrodenan- 

10 ordnungen in Reihen oder/und versetzt zueinander an- 
geordnet ist. 

[0048] Bei den vorangehend beschriebenen Ausfuh- 
rungsformen ist die abzuscheidende Materialschicht ei- 
ne SiO x -Schicht, welche mit Metallatomen dotiert ist, die 

15 von der Messingkathode herausgeldst wurden. Die Er- 
findung ist jedoch nicht auf diese Material ien be- 
schrankt, so dass jegliche andere Material ien zum Ein- 
satz kommen konnen, wobei eine Hauptkomponente 
der Materialschicht durch anodische Verdampfung und 

20 eine Dotierungskomponente der Materialschicht durch 
Herauslosen aus einer Plasmaentladungskathode be- 
reitgestellt sein konnen. 

[0049] Es ist ebenfalls daran gedacht, eine Kuhlein- 
richtung fur den Kathodenmaterialkorper vorzusehen. 

25 Eine derartige Kuhleinrichtung kann beispielsweise mit- 
tels wasserdurchflossener Rohre gebildet sein. 
[0050] Neben den vorangehend beschriebenen Geo- 
metrien des Kathodenmaterialkorpers sind fur diesen 
auch andere Geometrien denkbar, welche die Untertei- 

30 lung der K ath ode n mate rial oberflache in einen verdamp- 
fungsaktiven und einen verdampfungsinaktiven Teil er- 
moglichen. 

35 Patentanspruche 

1 . Elektrodenanordnung zur plasmaunterstutzten Be- 
schichtung eines Substrats (3) mit einer wenigstens 
eine erste und eine zweite Materialkomponente um- 

40 fassenden Materialschicht, wobei zur Erzeugung 
einer Plasmaentladung, insbesondere eine Bogen- 
entladung (35), eine Anodenanordnung (5), welche 
die erste Materialkomponente an einer Anodenma- 
terialoberflache (13) zur Verdampfung bereitstellt, 

45 und eine Kathodenanordnung (7), welche die zwei- 
te Materialkomponente an einer Katodenmaterial- 
oberflache (25) bereitstellt, vorgesehen sind, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kathodenmate- 
rialoberflache (25) aus einem die Plasmaentladung 

so (35) stutzenden verdampfungsaktiven Teil (27) und 
einem die Plasmaentladung nicht stutzenden ver- 
dampfungsinaktiven Teil (41 ) gebildet ist. 

2. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
55 gekennzeichnet, daB eine den verdampfungsakti- 
ven Teil (27) und entsprechend den verdampfungs- 
inaktiven Teil (41) uber die Kathodenmaterialober- 
flache (25) bewegende Bewegungserzeugungsein- 
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richtung (49) vorgesehen ist, urn aus der ersten Ma- 
terialkomponente hervorgehende Materialabschei- 
dungen auf der Kathodenmaterialoberflache (25) 
zu reduzieren. 

3. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bewegungser- 
zeugungsanordnung eine den verdampfungsakti- 
ven Teil (27) an einer Blendenoffnung (45) fur die 
Plasmaentladung (35) exponierende und den ver- 
dampfungsinaktiven Teil (41 ) entsprechend gegen- 
uber der Plasmaentladung (35) abschattende Blen- 
denanordnung (43) und einen die Blendenoffnung 
(45) relativ zu der Kathodenmaterialoberflache (25) 
bewegenden Antrieb (49) umfaBt. 

4. Elektrodenanordnung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Blendenoffnung (45; 
45a; 45c) bezuglich der Anodenanordnung (5; 5a; 
5c) feststehend angeordnet ist. 

5. Elektrodenanordnung nach Anspruch 3 oder 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kathodenmate- 
rialoberflache als ZylinderauGenmantelflache (25) 
eines Kathodenmaterialkdrpers (21) ausgebildet 
ist, welcher durch den Antrieb (49) um seine Zylin- 
derachse (23) drehantreibbar ist. 

6. Elektrodenanordnung nach Anspruch 3 oder 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kathodenmate- 
rialoberflache als Kreisringflache (71) eines Katho- 
denmaterialkorpers (21 a) ausgebildet ist, welcher 
durch den Antrieb (49a) um eine senkrecht zu der 
Kreisringflache sich erstreckende Zentralachse 
(23a) drehantreibbar ist. 

7. Elektrodenanordnung nach Anspruch 3 oder 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kathodenmate- 
rialoberflache als sich linear erstreckende Flache 
(25b) eines Katodenmaterialkorpers (21b) ausge- 
bildet ist, welcher durch den Antrieb in einer Er- 
streckungsrichtung der Flache (25b) hin und her be- 
wegbar ist. 

8. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Blenden- 
anordnung (43) die Kathodenmaterialoberflache 
(25) zur Bildung der die Plasmaentladung (35) nicht 
stutzenden verdampfungsinaktiven Teil (27) wenig- 
stens teilweise haubenartig umgreift. 

9. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB Schutzgas 
vor die Kathodenmaterialoberflache, vorzugsweise 
dem verdampfungsaktiven Teil (27, 27a - d) der Ka- 
thodenmaterialoberflache uber eine Gaszufuh- 
rungseinrichtung zugefuhrt wird. 


10. Elektrodenanordnung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Schutzgas in einen Zwi- 
schem-aum (63) zwischen der Blendenanordnung 
(43) und der Kathodenmaterialoberflache (25) der- 

5 art vorgesehen ist, dass das zugefuhrte Schutzgas 
wenigstens teilweise durch die Blendenoffnung hin 
zu der Plasmaentladung aus dem Zwischen raum 
zwischen Kathodenmaterialoberflache und Blen- 
denanordnung (43, 43a - 43d) entweicht. 

10 

11. Elektrodenanordnung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Schutzgas auf der der 
Blendenoffnung (27, 27a - 27d) abgewandten ruck- 
wartigen Seite der Kathodenmaterialoberflache zu- 

'5 gefuhrt wird. 

12. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Katho- 
denmaterialoberflache als konvexe Oberflache (25) 

20 eines Kathodenmaterialkdrpers (21) ausgebildet 
ist, so dass die verdampfunsgsaktive Flache (27) 
an einem zu der Anodenmaterialoberflache (13) 
hinweisenden Bereich der Oberflache (25) ausge- 
bildet ist, und dass durch den Antrieb (49) die Ori- 

25 entierung des Kathodenmaterialkorpers (21) be- 
zuglich der Anodenmaterialoberflache (13) ander- 
bar ist. 

13. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
30 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB Reini- 

gungsmittel (51 ; 51b) vorgesehen sind, um die Ma- 
terialabscheidungen im Bereich des verdamp- 
fungsinaktiven Teils (41) der Kathodenmaterial- 
oberflache (25; 25b) zu entfernen. 

35 

14. Elektrodenanordnung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Reinigungsmittel eine 
Abstreifvorrichtung, insbesondere eine Burste, 
oder/und eine die Kathodenmaterialoberflache ab- 

40 rasiv bearbeitende Vorrichtung (51 ; 51b) oder/und 
eine die Kathodenmaterialoberflache spanabhe- 
bend bearbeitende Vorrichtung umfaBt. 

1 5. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
45 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB eine Nach- 

fuhrvorrichtung (29, 61; 53b, 51b) vorgesehen ist, 
welche einen Abstand zwischen der Anodenmate- 
rialoberflache (13; 13b) und dem verdampfungsak- 
tiven Teil (27; 27b) der Kathodenmaterialoberflache 
50 (25; 25b) im wesentlichen konstant halt. 

16. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB die Katho- 
denanordnung (7c) eine Mehrzahl von mit raumli- 

55 chem Abstand voneinander angeordneten ver- 
dampfungsaktiven Teilen (27c) der Katodenmate- 
rialoberflache (25c) umfaBt. 
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17. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 1 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Anoden- 
anordnung (5) einen heizbaren Schmetztiegel (9) 
zur Verflussigung der ersten Materialkomponente 
(11) umfaBt. 

18. Elektrodenanordnung nach einem der Anspruche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB die erste 
Materialkomponente Silicium und die zweite Mate- 
rialkomponente Kupfer oder/und Zink Oder Messing 
oder/und Magnesium umfaBt. 

1 9. Verwendung der Elektrodenanordnung nach einem 
der Anspruche 1 bis 1 B zur Beschichtung von Ver- 
packungsmaterial, insbesondere aus PET und ins- 
besondere in Form einer Getrankeflasche (3) mit ei- 
ner diffusionsdammenden oder/und permeations- 
dammenden Materialschicht. 

20. Verwendung der Elektrodenanordnung nach einem 20 
der Anspruche 1 bis 1 9 zur Beschichtung von Band- 
material, insbesondere in Form eines Folienbands. 
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FIG. 2 



1Q 


11 


EP 1 103 630 A1 



EP 1 103 630 A1 



13 


EP1 103 630 A1 


EuropSisches 
Paten tamt 


EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 


Nummer der Anmefctung 

EP 00 12 4558 


EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 


Kategori€ 


Kenrtteichnung des Dokuments mil Angabe. soweit ertorderltch, 
der maflgebllchen Telle 


Betrtm 
Anspruch 


KLASSIF1KATTON DER 
ANiglOUNG (tmXL7) 


P,A 


DE 40 26 494 A (EHRICH PLASMA COATING) 
27. Februar 1992 (1992-02-27) 

* Seite 5, Zeile 45 - Seite 7, Zeile 30 * 

WO 00 46418 A (MICHAEL KLAUS ;R0EDLING 
GERT (DE); SCHMIDT FRANK (DE); BANGERT 
STE) 10. August 2000 (2000-08-10) 

* das ganze Dokument * 


1-20 


1-20 


C23C14/32 
H01J37/32 


RECHERCHIERTE 
SACHGEBJETE (lnt.CL7) 


C23C 

H01J 


Der voriiegende Rechercttenbericht wurde fQr alle Patentanspruche ersteJtt 


MUNCHEN 


13. Marz 2001 


De Anna, P 


KATEGOWE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

von besonderer Bedeuiung attain befrarttiei 
von besonderer Bedeuiung tn Verbhdung mtt einer 
anderen Veroftenfficnung dersefcert Kalegooe 
lechnotogfecrter HtrtGrgrurtd 
; rocfrtsctrtfttche Offanbarung 
ZimsenenBteratur 


der Erfindung zugrunde Qegende Thoorton Oder GrundBatze 
a*ore3 Palenrdotaiment. das jedocn erst am Oder 
nach dem AnmekJedatum vertVrferdttcnt worden 1st 
: in dsr Anmeldung angetuhftes Dokumsnt 
aits anderen Grunden angefflhrtes Dokumanl 


r Mflgled der gteicnen Patenttamiia.Oberektstrnwnertttes 
Dokument 


14 


EP1 103 630 A1 


AN HANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBER1CHT 

UBER DIE EUROPAlSCHE PATENT ANMELDUNG NR. EP 00 12 4558 


In diesem Anhang stnd die Mitglteder der Paten tfarra'lien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angeruhrten 
Paten tdokumente angegeben. 

Die Angaben tiber die FamHienmitgliedef entsprechen dem Stand der Date I des Europaischen Patentamts am 
Diese Angaben dtenen nur zur Unterrichtung und ertotgen ohne Gewahr. 

13-03-2001 


Im Recherchenbericht 

Datum der 


Mitgtied(er) der 

Datum der 

angefOhrtes Patentdokument 

VerOften HI chung 


Patentfamiie 

VerOffentficriung 

DE 4026494 A 

27-02-1992 

AU 

8291191 A 

17-03-1992 



WO 

9203841 A 

05-03-1992 

W0 0046418 A 

10-08-2000 

AU 

2522299 A 

25-08-2000 


I 

2 

UJ 

Fur nahere Elnzetnetten zu diesem Anhang : stehe Amtsbtatt des Europaischen Patentamts, Nr. 12/82 


15 


PAT-NO: EP001103630A1 


DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 1 103630 A1 

TITLE: Electrode assembly 

PUBN-DATE: May 30, 2001 

INVENTOR-INFORMATION: 
NAME COUNTRY 

GEBELE, THOMAS DE 

BANGERT, STEFAN DE 

BUDKE, ELISABETH DR DE 

GRIMM, HELMUT DR DE 

HENRICH, JUERGEN DE 

HONEKAMP, JUERGEN DE 

ULRICH, JUERGEN DE 

ASSIGNEE-INFORMATION: 

NAME COUNTRY 

APPLIED FILMS GMBH & CO KG DE 

APPL-NO: EP001 24558 

APPL-DATE: November 9, 2000 

PRIORITY-DATA: DE19955373A 
DE10024827A (November 17, 1999 
May 19,2000) 

INT-CL (IPC): C23C014/32;H01 J037/32 

EUR-CL (EPC): H01J037/32 ; C23C014/32.H01J037/32 

ABSTRACT: 

CHG DATE=20020202 STATUS=N> An evaporated first material is provided by 
the 

surface(13) of an anode arrangement(5) and an evaporated second material is 
provided by the surface(25) of a cathode arrangement(7). The cathode material 
surface comprises an active evaporation part(27) supporting the plasma 


discharge and a non-active evaporation part taking no part in the plasma 
discharge. An Independent claim is made for a use of the electrode 
arrangement 

for: a) coating packaging material, in particular 

polyethyleneterephthalate(PET) drinks bottles(3) with a diffusion and/or 
permeation barrier layer; b) coating film strip materials. 


